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Abstract 

Diamond has difficulty on processing it due to its hardness and excellent abrasion resistance. In addition, 

polycrystalline CVD diamond is difficult to utilize cleavage and wear anisotropy for processing. In this study, the effects of 

etching gas on etching rate and surface structure by plasma etching for CVD diamond was carried out. CVD diamond was 

etched by RF plasma using Ar-O2-H2O mixture gas. As the results, etching rate was increased by physical sputtering with 

Ar and chemical etching with O2 simultaneously. And it was suggested that O, H and OH held in plasma state of H2O 

contribute to etching rate increasing. In addition, it was suggested that CVD diamond was etched as CO with O2 in the 

atmosphere and amorphous structures were etched preferentially over crystal structure. 
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1. 緒言

 ダイヤモンドは自然界に存在する物質中最高の硬度を有

し，それに由来する優れた耐摩耗性や形状安定性のために，

古くから研削等に用いる工具として応用されている．しか

し，ダイヤモンドの工業的応用には当然ながら加工が必要

不可欠であり，最高硬度ゆえの難加工性を有するダイヤモ

ンドの加工には，高度かつ熟練した技術を要する 1)． 

また 1982 年に松本ら 2)によって熱フィラメント CVD

（Chemical Vapor Deposition；化学気相成長）法によるダイ

ヤモンド合成が報告されて以来，三次元形状や大面積への

コーティングも行われるようになった．CVD 法により得ら

れたダイヤモンドにおいてもその加工が必要とされている

が，天然採掘や高圧合成法により得られる単結晶ダイヤモ

ンドとは異なり，多結晶体である CVD ダイヤモンドは，そ

の加工に劈開性や摩耗の異方性を利用することが困難であ

る．そのため，レーザあるいはプラズマ等，機械加工に由ら

ない加工方法が開発されてきた．また CVD 法によるダイヤ

モンドの作製では 6 インチ径以上の大面積への合成が報告

3),4)されており，CVD ダイヤモンドの加工方法においても大

面積の加工が必要とされ，加えて工業化に伴い加工時間の

短縮が望まれる．

一方で，プラズマを用いた加工法である反応性イオンエ

ッチングでは，反応ガスに O2 を用いて酸化雰囲気とした系

において，ダイヤモンドの除去加工が比較的高速で行われ

ることが報告 5)されており，またプラズマの放電領域を拡

大することで，大面積の加工が期待されている．しかし，プ

ラズマによるダイヤモンドの加工に関する報告では反応ガ

スとしてフッ化物を添加しており 6)～8)，工業的応用に際し

てはその毒性が懸念される．
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